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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/31     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/455    (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/50     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/31    　　　Ｃ
   Ｃ２３Ｃ  16/455   　　　　
   Ｃ２３Ｃ  16/50    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成23年8月22日(2011.8.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理容器内に基板を収納し、処理ガスをプラズマ化して基板を処理するプラズマ処理装
置であって、
　前記処理容器内において基板を載置させる載置台の上方に、プラズマ生成ガスの吐出孔
を有する複数の管材からなる第１のガス供給部材と、処理ガスの吐出孔を有する複数の管
材からなる第２のガス供給部材を配置し、かつ、前記第１のガス供給部材を前記第２のガ
ス供給部材よりも上方に配置し、
　前記第２のガス供給部材に設けられた吐出孔を、前記第２のガス供給部材の上半面に設
けたことを特徴とする、プラズマ処理装置。
【請求項２】
　前記第２のガス供給部材の吐出孔が、前記第２のガス供給部材の中心角において、水平
から上方の１８０°の範囲に設けられていることを特徴とする、請求項１に記載のプラズ
マ処理装置。
【請求項３】
　前記第２のガス供給部材の吐出孔が、前記第２のガス供給部材の中心角において、水平
から上方の４５°の範囲に設けられていることを特徴とする、請求項１に記載のプラズマ
処理装置。
【請求項４】
　前記第１のガス供給部材と前記第２のガス供給部材には、前記複数の管材により形成さ
れた上下に貫通する開口部が形成されていることを特徴とする、請求項１～３のいずれか
に記載のプラズマ処理装置。
【請求項５】
　前記第１のガス供給部材に形成された開口部と前記第２のガス供給部材に形成された開
口部は、上下に重なる位置に配置されていることを特徴とする、請求項４に記載のプラズ
マ処理装置。
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【請求項６】
　処理容器内に基板を収納し、平板状のアンテナ部材から放射されたマイクロ波により、
処理ガスをプラズマ化して基板を処理するプラズマ処理装置であって、
　前記処理容器内において基板を載置させる載置台の上方に、プラズマ生成ガスの吐出孔
を有する複数の管材からなる第１のガス供給部材と、処理ガスの吐出孔を有する複数の管
材からなる第２のガス供給部材を配置し、かつ、前記第１のガス供給部材を前記第２のガ
ス供給部材よりも上方に配置し、
　前記第２のガス供給部材に設けられた吐出孔を、前記第２のガス供給部材の上半面に設
けたことを特徴とする、プラズマ処理装置。
【請求項７】
　前記第１のガス供給部材は、同心円状に配置された複数のリング部で構成されているこ
とを特徴とする、請求項１～６のいずれかに記載のプラズマ処理装置。
【請求項８】
　前記第２のガス供給部材は、同心円状に配置された複数のリング部で構成されているこ
とを特徴とする、請求項１～７のいずれかに記載のプラズマ処理装置。
【請求項９】
　前記第１のガス供給部材は、格子状に組み合わせた複数の直線形状の管材で構成されて
いることを特徴とする、請求項１～６のいずれかに記載のプラズマ処理装置。
【請求項１０】
　前記第２のガス供給部材は、格子状に組み合わせた複数の直線形状の管材で構成されて
いることを特徴とする、請求項１～６、９のいずれかに記載のプラズマ処理装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載のプラズマ処理装置によるプラズマ処理方法であって
、
　前記処理容器内に、前記第１のガス供給部材からプラズマ生成ガスを供給し、前記第２
のガス供給部材からプラズマ成膜用の処理ガスを供給した後、マイクロ波を供給すること
を特徴とする、プラズマ処理方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　前記目的を達成するため、本発明によれば、処理容器内に基板を収納し、処理ガスをプ
ラズマ化して基板を処理するプラズマ処理装置であって、前記処理容器内において基板を
載置させる載置台の上方に、プラズマ生成ガスの吐出孔を有する複数の管材からなる第１
のガス供給部材と、処理ガスの吐出孔を有する複数の管材からなる第２のガス供給部材を
配置し、かつ、前記第１のガス供給部材を前記第２のガス供給部材よりも上方に配置し、
前記第２のガス供給部材に設けられた吐出孔を、前記第２のガス供給部材の上半面に設け
たことを特徴とする、プラズマ処理装置が提供される。なお、前記第２のガス供給部材の
吐出孔が、前記第２のガス供給部材の中心角において、水平から上方の１８０°の範囲に
設けられている。さらに、前記第２のガス供給部材の吐出孔が、前記第２のガス供給部材
の中心角において、水平から上方の４５°の範囲に設けられていることが望ましい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　このプラズマ処理装置において、前記第１のガス供給部材と前記第２のガス供給部材に
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は、前記複数の管材により形成された上下に貫通する開口部が形成されていても良い。こ
の場合、前記第１のガス供給部材に形成された開口部と前記第２のガス供給部材に形成さ
れた開口部は、上下に重なる位置に配置されていることが望ましい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、本発明によれば、処理容器内に基板を収納し、平板状のアンテナ部材から放射さ
れたマイクロ波により、処理ガスをプラズマ化して基板を処理するプラズマ処理装置であ
って、前記処理容器内において基板を載置させる載置台の上方に、プラズマ生成ガスの吐
出孔を有する複数の管材からなる第１のガス供給部材と、処理ガスの吐出孔を有する複数
の管材からなる第２のガス供給部材を配置し、かつ、前記第１のガス供給部材を前記第２
のガス供給部材よりも上方に配置し、前記第２のガス供給部材に設けられた吐出孔を、前
記第２のガス供給部材の上半面に設けたことを特徴とする、プラズマ処理装置が提供され
る。
　上記のプラズマ処理装置において、前記第１のガス供給部材は、同心円状に配置された
複数のリング部で構成されていても良い。同様に、前記第２のガス供給部材は、同心円状
に配置された複数のリング部で構成されていても良い。あるいは、前記第１のガス供給部
材は、格子状に組み合わせた複数の直線形状の管材で構成されていても良い。同様に、前
記第２のガス供給部材は、格子状に組み合わせた複数の直線形状の管材で構成されていて
も良い。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　さらに、本発明によれば、上記のいずれかのプラズマ処理装置によるプラズマ処理方法
であって、前記処理容器内に、前記第１のガス供給部材からプラズマ生成ガスを供給し、
前記第２のガス供給部材からプラズマ成膜用の処理ガスを供給した後、マイクロ波を供給
することを特徴とする、プラズマ処理方法が提供される。
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